Clean air solutions
Urzadzenia do oczyszczania gazoéw
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Umwelttechnik




Waste gas purification and extraction plants
Pluczki do oczyszczania gazéw odlotowych

Individual plants for all areas Indywlidualne rozwlazanla | kompleksowe
of industry: urzadzenla dla:

I
= Chernical industry = przemyshi chemlznago '
# Sermiconductor production # produkc)l pidprzessodnl kow
= 'Water treatment industry = iszlachetnlanla powdarzchn
= Sewage treatment = odlewnil metall | 2l
= Surface treatment industry = Inmych galezl praemyslu
= Foundries
= Other |

Process gas scrubbing

There is often a requirement for multistage
plants with cooling of the scrubbing liquid for
the removal of highly concentrated waste gases
from chemical processes. The illustration shows
a gas scrubber designed to strip armmonia from
ower 7000 mg/m? doswn 1o less than 1 mgdfmd.

DoZyszczanle gaziw poprocesowych

Odciagl gazows o weysokle) koncentrac)l Zanleczyszozen 2
procesdes chemiczrgch wymagals, czesto wielostopnlo-
wepch urzadzen ze zintegrowearym zespolern chiodzacym
pluczkl. Zdsle przedstawda 2-stopnlows pluczke ganows
di neutralizac)l amonlaku z korcentrac)l o wartoscl ponad
7000 mgim® do wartoscl ponlze] 1 mgim.

Stand-by chlorine gas scrubber

Where the storage of drums containing chlorine gas is in-
vaolved, regulations stipulate the provision of gas scrubbsrs
to deal with any chlorine gas which may escape in the awent
of leakage. Stand-by chlorine gas scrubbers are acourately
designed using a computer sirmulation program and to the
specification laid down by the custormner. These can be in
the form of packed column scrubbers or jet fan scrubbers.

Ewangna phuczka do neutralizac)l chloru

Magazynow anle chloru w zamknlgtych zblomikach, usytucwanych
w pomleszczenlach, wymaga zastosowania Instalac)l awanynych

z phuczkaml gazowyml, ktdre w chwdl lwegclaku chloru autoratycznle
qo 2aatsorbulg | zneutralizu)s. Pluczkl tego typu 53 projektowsans
za pomocy, symulacgnych modell komputercwsych, opracowanych
dla specyficzrych potrzeb naszych Klentows. Oferujemy kompletne,
autamatyczne pluczkl do newutralizac) chlor ze specjal nym weysoko-

wiyda Jnymn weypelnleniem, dgznke z szafa steru)goa, wentylatoram |
przeweadarn] poweletrzrymi.




Amine gas scrubbers

Gas scrubbers for stripping fumes containing amines from
core making processes in foundries. The scrubbing liquid
containing amines is concentrated up to a salt content
lawvel at which the amines can be recovered econarmically.

Pluczkl do uswwanla aminw odlevwenlach metall | x=lbwa

Duze doswiladzenle w problemnatyce usuwanla amin pozaala nam
ofercwad roowlazania nlkemal dla katdego kllenta w te) dzledzinle.
Za pomocy tego rmdzaju pluczek gaarantulerny redukc)e amin miedzy
Inrgmil w cdlewmictesle w procesach wykomeavanla rdzanl na strze-
larce (cold-box system) do wartcscl ponle) 1 mgim®. 2aieksenle
korcentrac)l plynu pluczacego do taklego stopnla, kidny umodliwla
ekonomiczng regenerac)e pluczkl lub tanl recycling amin sa wazrymi
czynnikam v projektowaniu pluczek do amin,

Waste gas purification for electroplating plant

Mitric acid is used to remowve the metal content from the
etching baths used in the chemical-nickel coating of plas-
tics, ceramic components and printed circuit boards. The
pH value of the scrubbing ligquid in the gas scrubber has
to be matched ternporarily to the changed parameters
relating to this. The polypropylens (PP) gas scrubksr illus-
trated is located directly in a safety bath. A chemicals fesd
vessel is incorporated in the actual scrubbing liquid wessel.

Cuzyszozanle gazdw w gahwanizernlach

Przy powdekaniu tavarzyge sztucznych, wyrobdw ceramicnych lub
pedprzewodnikdw metoda, chemkznego niklowanla stosowany [est
kwvas azotowy do wsuwanla powdokl metaliene). Wartos pH roz-
twvoru w pluczce musl by dopasowana do cheilowych, zmiennych
pararmetrdw procesu, Zdjecle przedstanda phuczke z PP ze zintegro-
wanym lecz oddzielnle dobudowanym pojermniklem na chemikalla
wewannle zabezpleczalace).

Vacuum coating

Wariouswaste gas purification systerns have bean developed
for the purification of waste gases from vacuum coating
plants. Gases such as TiCl, HMDSO, POC), BCl and silanes
can b= reliably stripped out. As hydrogen is used as the
carrier gas, the processwaste gas scrubbers are installed
for safety reasons in an enclosed cabinet that is maintained
at negative pressure and wvented.

Pokryw anle prodnloss

D oczyszozanla gazdw wydzlelajgoych sle w procesach pokrypseanla
prédnicwego opracowans Zostaly roinorodne systemny phuczek.

Takle gazy Jak TICk, HMDSO, PO, BCL oraz silany s nlezawodnle
tyrn sposobsam usiwane. Pray zastosowaniu wodoru [ako gazu
noszacego, 2ewzgledu na bezpleczenstao, pluczkl gazowe muszs
by montowane w cddzlelnych pomleszezeniach. Sdolag powdetrza
z tych pomileszczen Jest regulowany w fun kel panujacegao w nich
poddsnlenla.







